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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】製造材料が節約可能、組合せが簡単、製造率が
高い、製品の薄型化設計によいというメリットがある統
合タッチ構造のディスプレイパネルを提供する。
【解決手段】上透明基板１１と下透明基板１２との間に
液晶層１０を充填し、上透明基板の上方に上偏光板１５
を複合し、下透明基板の下に下偏光板１６を複合し、そ
れに、上偏光板の下に電子回路構造体２を設けており、
電子回路構造体は、第一電子回路２１、絶縁層と第二電
子回路２２からなるもので、前記上偏光板に接触すると
、第一、第二電子回路にキャパシタンス効果が生じる。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
液晶層、液晶層の上にある上透明基板、液晶層の下にある下透明基板、上透明基板と液晶
層との間にある上透明導電層、液晶層と下透明基板との間にある下透明導電層、上透明基
板の上にある上偏光板、下透明基板の下にある下偏光板、上偏光板と上透明基板との間に
ある電子回路構造体が備わっていることを特徴とする統合タッチ構造のディスプレイパネ
ル。
【請求項２】
前記電子回路構造体は、上偏光板と上透明基板との間にある第一電子回路、第一電子回路
と上透明基板との間にある第二電子回路、第一電子回路と第二電子回路との間にある第一
絶縁層が備わっていることを特徴とする請求項１に記載の統合タッチ構造のディスプレイ
パネル。
【請求項３】
前記第一電子回路と第二電子回路は、それぞれ複数の電極．があることを特徴とする請求
項２に記載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項４】
前記第二電子回路と上透明導電層との間には、ノイズを阻止し、第二電子回路と上透明導
電層との間を相互に絶縁するためのガード層が設けられていることを特徴とする請求項２
に記載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項５】
前記ガード層は、非透明の金属材料で作られていることを特徴とする請求項４に記載の統
合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項６】
前記上透明導電層は、ノイズを阻止するためのガード層であることを特徴とする請求項２
に記載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項７】
前記第一電子回路は、非透明の金属材料で作られていることを特徴とする請求項６に記載
の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項８】
前記第二電子回路は、非透明の金属材料で作られていることを特徴とする請求項６に記載
の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項９】
前記第二電子回路と上透明基板との間にはノイズを阻止するためのガード層が、第二電子
回路とガード層との間には第二絶縁層が設けられていることを特徴とする請求項２に記載
の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項１０】
前記第一電子回路は、非透明の金属材料で作られていることを特徴とする請求項９に記載
の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項１１】
前記第二電子回路は、非透明の金属材料で作られていることを特徴とする請求項９に記載
の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項１２】
前記上透明基板と上透明導電層との間にはカラーレジスト層が、上透明基板とカラーレジ
スト層との間には遮蔽層が設けられていることを特徴とする請求項２に記載の統合タッチ
構造のディスプレイパネル。
【請求項１３】
前記上透明導電層は、ノイズを阻止するためのガード層であることを特徴とする請求項１
２に記載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項１４】
前記第二電子回路と上透明基板との間にはノイズを阻止するためのガード層が、第二電子
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回路とガード層との間には第二絶縁層が設けられていることを特徴とする請求項１２に記
載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項１５】
前記遮蔽層と前記カラーレジスト層との間には、ノイズを阻止するためのガード層が設け
られていることを特徴とする請求項１２に記載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項１６】
前記カラーレジスト層と上透明導電層との間には、ノイズを阻止するためのガード層が、
ガード層と上透明導電層との間には第三絶縁層が設けられていることを特徴とする請求項
１２に記載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項１７】
前記上透明基板と前記遮蔽層との間には、ノイズを阻止するためのガード層が設けられて
いることを特徴とする請求項１２に記載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項１８】
液晶層、液晶層の上にある上透明基板、液晶層の下にある下透明基板、上透明基板と前記
液晶層との間にある上透明導電層、液晶層と前記下透明基板との間にある下透明導電層、
上透明基板の上にある上偏光板、下透明基板の下にある下偏光板、上偏光板と上透明基板
との間にある第一電子回路、第一電子回路と上透明基板との間にある第二電子回路、第二
電子回路と上透明導電層との間にある第四絶縁層が備わっていることを特徴とする統合タ
ッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項１９】
前記第一電子回路と第二電子回路は、それぞれ複数の電極．があることを特徴とする請求
項１８に記載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項２０】
前記第二電子回路と上透明導電層との間にはノイズを阻止し、第二電子回路と上透明導電
層との間を相互に絶縁するためのガード層が設けられていることを特徴とする請求項１８
に記載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項２１】
前記ガード層は、非透明の金属材料で作られていることを特徴とする請求項２０に記載の
統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項２２】
前記上透明導電層は、ノイズを阻止するためのガード層であることを特徴とする請求項１
８に記載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項２３】
前記第一電子回路は、非透明の金属材料で作られていることを特徴とする請求項２１に記
載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項２４】
前記第二電子回路は、非透明の金属材料で作られていることを特徴とする請求項２１に記
載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項２５】
前記第四絶縁層は、カラーレジスト層であることを特徴とする請求項１８に記載の統合タ
ッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項２６】
前記上透明導電層は、ノイズを阻止するためのガード層であることを特徴とする請求項２
５に記載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項２７】
前記第二電子回路とカラーレジスト層との間にはノイズを阻止するためのガード層が、第
二電子回路とガード層との間には第五絶縁層が設けられていることを特徴とする請求項２
５に記載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項２８】
前記カラーレジスト層と上透明導電層との間にはノイズを阻止するためのガード層が、ガ
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ード層と上透明導電層との間には第六絶縁層が設けられていることを特徴とする請求項２
５に記載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項２９】
前記第四絶縁層と上透明導電層との間にはカラーレジスト層が、第四絶縁層とカラーレジ
スト層との間には遮蔽層が、第四絶縁層と遮蔽層との間にはノイズを阻止するためのガー
ド層が設けられていることを特徴とする請求項１８に記載の統合タッチ構造のディスプレ
イパネル。
【請求項３０】
前記第四絶縁層と上透明導電層との間にはカラーレジスト層が、第四絶縁層とカラーレジ
スト層との間には遮蔽層が、遮蔽層とカラーレジスト層との間にはノイズを阻止するため
のガード層が設けられていることを特徴とする請求項１８に記載の統合タッチ構造のディ
スプレイパネル。
【請求項３１】
液晶層、液晶層の上にある上透明基板、液晶層の下にある下透明基板、上透明基板と液晶
層との間にある上透明導電層、液晶層と下透明基板との間にある下透明導電層、上透明基
板の上にある上偏光板、下透明基板の下にある下偏光板、上偏光板と上透明基板との間に
ある電子回路構造体、電子回路構造体と上透明導電層との間にある第七絶縁層が備わって
いることを特徴とする統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項３２】
前記電子回路構造体は、上透明基板と第七絶縁層との間にある第一電子回路、第一電子回
路と第七絶縁層との間にある第二電子回路、第一電子回路と第二電子回路との間にある第
一絶縁層が備わっていることを特徴とする請求項３１に記載の統合タッチ構造のディスプ
レイパネル。
【請求項３３】
前記第一電子回路と第二電子回路は、それぞれ複数の電極があることを特徴とする請求項
３２に記載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項３４】
前記第二電子回路と上透明導電層との間にはノイズを阻止し、第二電子回路と上透明導電
層との間を相互に絶縁するためのガード層が設けられていることを特徴とする請求項３２
に記載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項３５】
前記ガード層は、非透明の金属材料で作られていることを特徴とする請求項３４に記載の
統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項３６】
前記上透明導電層は、ノイズを阻止するためのガード層であることを特徴とする請求項３
２に記載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項３７】
前記第一電子回路は、非透明の金属材料で作られていることを特徴とする請求項３６に記
載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項３８】
前記第二電子回路は、非透明の金属材料で作られていることを特徴とする請求項３６に記
載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項３９】
前記第七絶縁層と上透明導電層との間には、カラーレジスト層が設けられていることを特
徴とする請求項３２に記載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項４０】
前記上透明導電層は、ノイズを阻止するためのガード層であることを特徴とする請求項３
９に記載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【請求項４１】
前記第七絶縁層とカラーレジスト層との間には、ノイズを阻止するためのガード層が設け
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られていることを特徴とする請求項３９に記載の統合タッチ構造のディスプレイパネル。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、ディスプレイパネルに係わる、特にタッチ制御電子回路構造体が設置され、
タッチ入力と操作能力を持つディスプレイパネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在の個人用電子辞書（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ、Ｐ
ＤＡ）、パームサイズＰＣ（Ｐａｌｍ－Ｓｉｚｅｄ　ＰＣ）と情報家電（Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ　Ａｐｐｌｉａｎｃｅ）等の電子製品には、ディスプレイパネル（Ｄｉｓｐｌａ
ｙ　Ｐａｎｅｌ）は、ほとんどタッチパネル（Ｔｏｕｃｈ　Ｐａｎｅｌ）が付いているが
、ディスプレイパネルは、タッチパネルの表示機能によって、イメージや文字が表示され
、ユーザが指やタッチペンなどの導電物体で、タッチパネル表面に表示されたイメージや
文字を選んで、入力や操作を行うことができる。
【０００３】
　図１は、上述の従来の技術で作られた、ディスプレイパネル１ｃにあるタッチパッド５
の断面図であり、タッチパッド５とディスプレイパネル１ｃとの間の周辺に粘着層６が設
けられ、前記タッチパッド５はガラス基板５１（Ｇｌａｓｓ　Ｓｕｂｓｔｒａｔｅ）があ
り、ガラス基板５１の底面には、第一電子回路５２と第二電子回路５３が順次に設けられ
ており、第一、第二電子回路５２、５３はいずれも酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）導電層
で、しかも、第一、第二電子回路５２、５３の間には透明絶縁層５４が設けられ、第二電
子回路５３の底面には透明ガード塗布層５５（Ｏｖｅｒ　Ｃｏａｔ）が複合されており、
ガード塗布層５５は絶縁物質（例えば、窒化ケイ素、二酸化ケイ素、類似フォトレジスト
等）なので、第二電子回路５３の毀損がないように保護し、しかも、ディスプレイパネル
１ｃと結合するものである。
【０００４】
　ディスプレイパネル１ｃは、液晶ディスプレイ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉ
ｓｐｌａｙ、ＬＣＤ）でよいが、上ガラス基板１１ｃと下ガラス基板１３ｃの間に液晶層
１５ｃ（図１）を充填し、上ガラス基板１１ｃのてっぺんに上偏光板１６ｃが複合され、
上ガラス基板１１ｃの底面と前記液晶層１５ｃとの間に上透明導電層１２ｃが設けられ、
下ガラス基板１３ｃの底面に下偏光板１７ｃが複合され、下ガラス基板１３ｃのてっぺん
と前記液晶層１５ｃとの間に下透明導電層１４ｃが設けられている。
【０００５】
　上述した液晶ディスプレイの現像原理は、上、下透明導電層１２ｃ、１４ｃ間の電場の
駆動で、液晶分子のツイストによる電場効果が生じて、それによって　光源の通過や遮断
を制御し、更に上ガラス基板１１ｃに構成されたカラーフィルターのイメージや文字を表
示することになっており、ユーザがガラス基板５１の表面で前記タッチパッド５の前記イ
メージや文字の対応位置にタッチし、操作や入力を行う。
【０００６】
　しかし、上述したディスプレイパネル１ｃ上に配置されたタッチパッド５の電子製品の
中で、ディスプレイパネル１ｃの上、下ガラス基板１１ｃ、１３ｃとタッチパッド５のガ
ラス基板５１は、いずれも同じくガラス材料で作られたもので、製造の際、多くの製造材
料が余計に重複使用され、それに、ディスプレイパネル１ｃとタッチパッド５は、従来は
それぞれ製造完了されてから、順次に重ね、張り合わせるようになっているため、組合せ
が複雑で、作業時間がかなりかかり、不良品が発生しやすく、重ねられ形成された階段状
の厚み問題もあり、電子製品の薄型化設計にマイナスな影響を及ぼして、それらを改善し
なければならない。
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
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【０００７】
　本考案の目的は、タッチ電子回路構造体が設置され、タッチ入力と操作機能を持つディ
スプレイパネルを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述の目的を達成するため、本考案は具体的に、液晶層、液晶層の上にある上透明基板
、液晶層の下にある下透明基板、上透明基板と液晶層との間にある上透明導電層、液晶層
と下透明基板との間にある下透明導電層、上透明基板の上にある上偏光板、下透明基板の
下にある下偏光板、上偏光板と上透明基板との間にある電子回路構造体が備わっているこ
とを特徴とする統合タッチ構造のディスプレイパネルである。
【０００９】
　前記電子回路構造体は、上偏光板と上透明基板との間にある第一電子回路、第一電子回
路と上透明基板との間にある第二電子回路、第一電子回路と第二電子回路との間にある第
一絶縁層が備わっている。
【００１０】
　もう一つの統合タッチ構造のディスプレイパネルは、
　液晶層、液晶層の上にある上透明基板、液晶層の下にある下透明基板、上透明基板と前
記液晶層との間にある上透明導電層、液晶層と前記下透明基板との間にある下透明導電層
、上透明基板の上にある上偏光板、下透明基板の下にある下偏光板、上偏光板と上透明基
板との間にある第一電子回路、第一電子回路と上透明基板との間にある第二電子回路、第
二電子回路と上透明導電層との間にある第四絶縁層が備わっている。
【００１１】
　更にもう一つの統合タッチ構造のディスプレイパネルは、
　液晶層、液晶層の上にある上透明基板、液晶層の下にある下透明基板、上透明基板と液
晶層との間にある上透明導電層、液晶層と下透明基板との間にある下透明導電層、上透明
基板の上にある上偏光板、下透明基板の下にある下偏光板、上偏光板と上透明基板との間
にある電子回路構造体、電子回路構造体と上透明導電層との間にある第七絶縁層が備わっ
ている。
【００１２】
　前記電子回路構造体は、上透明基板と第七絶縁層との間にある第一電子回路、第一電子
回路と第七絶縁層との間にある第二電子回路、第一電子回路と第二電子回路との間にあり
、電子回路と第二電子回路を電気的に絶縁するための第一絶縁層が備わっている。
【００１３】
　前記第一電子回路と第二電子回路は、それぞれ複数の電極がある。
　前記第二電子回路と上透明導電層との間には、ノイズを阻止し、第二電子回路と上透明
導電層との間を相互に絶縁するためのガード層が設けられている。
　前記ガード層は、非透明の金属材料で作られている。
　前記上透明導電層は、ノイズを阻止するためのガード層である。
　前記第一電子回路は、非透明の金属材料で作られている。
　前記第二電子回路は、非透明の金属材料で作られている。
　本考案の統合タッチ構造のディスプレイパネルは、製造材料が節約可能、組合せが簡単
、製造率が高い、製品の薄型化設計によいという効果がある。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下は、本考案の構造構成と効果について、図面付きの好適な実施例を参照しながら、
以下のように詳しく説明する。
【実施例１】
【００１５】
　図２は、本考案の第一種組合せの形態の断面図だが、本考案の統合タッチ構造のディス
プレイパネル１は、液晶層１０、液晶層１０の上にある上透明基板１１、液晶層１０の下
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にある下透明基板１２、上透明基板１１と液晶層１０との間にある上透明導電層１３、液
晶層１０と下透明基板１２との間にある下透明導電層１４、上透明基板１１の上にある上
偏光板１５、上偏光板１５の上の表面にディスプレイエリア１５０があり、下透明基板１
２の下に下偏光板１６が複合され、上偏光板１５と上透明基板１１との間に電子回路構造
体２が備わっているものであり、電子回路構造体２は、第一電子回路２１、第二電子回路
２２と第一絶縁層２０が備わっており、第一電子回路２１は上偏光板１５と前記上透明基
板１１との間に、第二電子回路２２は第一電子回路２１と上透明基板１１との間に、第一
絶縁層２０は第一電子回路２１と第二電子回路２２との間に、第一絶縁層２０は第一電子
回路２１と第二電子回路２２を電気的に絶縁するように設けられており、本考案の統合タ
ッチ構造のディスプレイパネル１は、以上の各層で重ねられ、作られているものである。
【００１６】
　前記第一電子回路２１と第二電子回路２２は、それぞれ複数の感応電極４１、４２、４
３、４４があり、電極は図３又は図４に示す形態となり、第一電子回路２１の電極４１、
４３は、軸向きタッチ感応を、第二電子回路２２の電極４２、４４は、もう一つの軸向き
タッチ感応を担当している。
【００１７】
　上、下透明基板１１、１２の材質はガラス、プラスチック又はその他の絶縁材料　でよ
い（図２）が、第一電子回路２１と第二電子回路２２は、透明の導電材料で作られてもよ
いが、透明の導電材料は酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）が可能で、第一電子回路２１と第
二電子回路２２は、従来の塗布、露光、現像とエッチング等の技術加工で配置されている
。
【００１８】
　上述のように、ディスプレイパネル１におけるディスプレイエリア１５０に表示された
イメージや文字（図２）に対して、ユーザが指やその他の導電物体で上偏光板１５のディ
スプレイエリア１５０に接触すると、第一電子回路２１の電極４１、４３（図３と図４）
と第二電子回路２２の電極４２、４４がそれに感応し、キャパシタンス効果が生じて、反
応信号が得られ、それが外界のマイクロプロセッサ（図面なし）へ伝えられ、反応位置の
計算が行われ、タッチ目的が達成される。
【００１９】
　上述から分かるように、本考案では上透明基板１１の上に第一電子回路２１、第一絶縁
層２０と第二電子回路２２を設けることによって、ディスプレイパネルに設けられる従来
のタッチパッドが不要となり、従来のタッチパッド作りに必要とされるガラス材料が有効
に節約し、ディスプレイパネルの組合せ加工工程が簡単化し、製造と組合せコストと時間
が大幅に低減可能、ディスプレイパネルの組合せの良品率が向上すると同時に、製品の薄
型化設計にも役立つものである。
【００２０】
　なお、第二電子回路２２と上透明導電層１３との間に、ノイズを阻止するための透明ガ
ード層１９（図５、図７、図８と図１０）を設けることによって、パネル１駆動の電磁信
号を遮断し、ガード層１９と第二電子回路２２と上透明導電層１３との間を相互に絶縁す
ることになっており、前記ガード層１９は、従来のディスプレイパネル内の遮光用ブラッ
クマトリクス層の代わりに、非透明の金属材料で作られてもよい（図５、図７、図８と図
１０）が、その他の構成と実施形態などは上述の第一種組み合わせの形態の実施例と同様
である。
【００２１】
　又は、上透明導電層１３は前記ガード層として用いられ（図２）、しかも、第一電子回
路２１又は第二電子回路２２は、従来のディスプレイパネル内の遮光用ブラックマトリク
ス層の代わりに、非透明の金属材料で作られてもよいが、非透明の金属材料はクロム（Ｃ
ｒ）でよいが、その他の構成と実施形態等は上述した第一種組み合わせの形態の実施例と
同様である。
【００２２】
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　又は、ガード層１９は第二電子回路２２と上透明基板１１との間（図５）に設けられ、
第二電子回路２２とガード層１９との間に透明の第二絶縁層２０２が設けられ、しかも、
第一電子回路２１又は第二電子回路２２は、従来のディスプレイパネル内の遮光用ブラッ
クマトリクス層の代わりに、非透明の金属材料で作られてもよいが、非透明の金属材料は
クロム（Ｃｒ）でよいが、その他の構成と実施形態等は上述した第一種組み合わせの形態
の実施例と同様である。
【００２３】
　又は、上透明基板１１と上透明導電層１３との間にカラーレジスト層１７（図６）が設
けられ、上透明基板１１とカラーレジスト層１７との間に非透明の遮蔽層１８が設けられ
てよいが、実際は従来のディスプレイパネル内のブラックマトリクス層の代わりに、ブラ
ックマトリクス層又はその他に遮光効果が得られる覆い層か塗布層でよいが、そして、上
透明導電層１３は前記ガード層として用いられてもよいが、その他の構成と実施形態は上
述した第一種組み合わせの形態の実施例と同様である。
【００２４】
　又は、上透明基板１１と上透明導電層１３との間にカラーレジスト層１７（図７）が設
けられ、上透明基板１１とカラーレジスト層１７との間に非透明の遮蔽層１８が設けられ
てもよいが、それは従来のディスプレイパネル内のブラックマトリクス層の代わりに、ブ
ラックマトリクス層又はその他に遮光効果が得られる覆い層か塗布層でよいが、その上、
ガード層１９は第二電子回路２２と上透明基板１１との間に、第二電子回路２２とガード
層１９との間に透明の第二絶縁層２０２が設けられてもよいが、その他の構成と実施形態
は上述した第一種組み合わせの形態の実施例と同様である。
【００２５】
　又は、上透明基板１１と前記上透明導電層１３との間にカラーレジスト層１７（図８）
が設けられ、上透明基板１１とカラーレジスト層１７との間に非透明の遮蔽層１８が設け
られ、それは従来のディスプレイパネル内のブラックマトリクス層の代わりに、ブラック
マトリクス層又はその他に遮光効果が得られる覆い層か塗布層でよいが、その上、ガード
層１９は遮蔽層１８とカラーレジスト層１７との間に設けられてもよいが、その他の構成
と実施形態は上述した第一種組み合わせの形態の実施例と同様である。
【００２６】
　又は、上透明基板１１と上透明導電層１３との間にカラーレジスト層１７（図９）が設
けられ、上透明基板１１とカラーレジスト層１７との間に非透明の遮蔽層１８が設けられ
、それは従来のディスプレイパネル内のブラックマトリクス層の代わりにブラックマトリ
クス層又はその他に遮光効果が得られる覆い層か塗布層でよいが、そして、ガード層１９
はカラーレジスト層１７と上透明導電層１３との間に設けられ、ガード層１９と上透明導
電層１３との間に透明の第三絶縁層２０３が設けられてもよいが、その他の構成と実施形
態は上述した第一種組み合わせの形態の実施例と同様である。
【００２７】
　又は、上透明基板１１と上透明導電層１３との間にカラーレジスト層１７（図１０）が
設けられ、上透明基板１１とカラーレジスト層１７との間に非透明の遮蔽層１８が設けら
れ、それは従来のディスプレイパネル内のブラックマトリクス層の代わりに、ブラックマ
トリクス層又はその他に遮光効果が得られる覆い層か塗布層でよいが、その上、ガード層
１９は上透明基板１１と遮蔽層１８との間に設けられてもよいが、その他の構成と実施形
態等は上述した第一種組み合わせの形態の実施例と同様である。
【００２８】
　図１１は、本考案の第二種組み合わせの形態の断面図だが、本考案の統合タッチ構造の
ディスプレイパネル１ａは、液晶層１０ａ、液晶層１０ａの上に上透明基板１１ａが、液
晶層１０ａの下に下透明基板１２ａが、上透明基板１１ａと液晶層１０ａとの間に上透明
導電層１３ａが、液晶層１０ａと下透明基板１２ａとの間に下透明導電層１４ａが設けら
れ、上透明基板１１ａの上方に上偏光板１５ａが複合され、上偏光板１５ａの上の表面に
ディスプレイエリア１５０ａがあり、下透明基板１２ａの下に下偏光板１６ａが複合され
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、上偏光板１５ａと上透明基板１１ａとの間に第一電子回路２１ａが、上透明基板１１ａ
と上透明導電層１３ａとの間に第二電子回路２２ａが設けられており、本実施の上透明基
板１１ａは絶縁層として用いられ、第一電子回路２１ａと第二電子回路２２ａを電気的に
絶縁し、第二電子回路２２ａと上透明導電層１３ａとの間に透明の第四絶縁層２０４が設
けられてもよいが、本考案の統合タッチ構造のディスプレイパネル１ａは、上述の各層が
重ねられ、作られている。
【００２９】
　前記第一電子回路２１ａと第二電子回路２２ａは、それぞれ複数の感応電極４１、４２
、４３、４４があり、前記電極は、図３又は図４に示す形態となり、第一電子回路２１の
電極４１、４３は、軸向きの的タッチ反応を、第二電子回路２２の電極４２、４４は、も
う一つの軸向きのタッチ反応を担当している。
【００３０】
　上、下透明基板１１ａ、１２ａの材質はガラス、プラスチック又はその他の絶縁材料　
でよい（図１１）が、第一電子回路２１ａ又は第二電子回路２２ａは、透明の導電材料で
作られてもよいが、透明の導電材料は酸化インジウムスズが可能で、第一電子回路２１ａ
と第二電子回路２２ａは、従来の塗布、露光、現像とエッチング等の技術加工で配置され
ている。
【００３１】
　従って、ユーザが指やその他の導電物体で前記上偏光板１５ａのディスプレイエリア１
５０ａに接触すると（図１１）、第一電子回路２１ａの電極４１、４３（図３と図４を参
照）と第二電子回路２２ａの電極４２、４４がそれに感応し、キャパシタンス効果が生じ
て、反応信号が得られ、それが外界のマイクロプロセッサ（図面なし）へ伝えられ、反応
位置の計算が行われ、タッチ目的が達成される。
　それで、本考案では上透明基板１１ａの両面にそれぞれ第一電子回路２１ａと第二電子
回路２２ａを設けることによって、上述の第一種実施例の簡単化組合せ工程を兼ね、組合
せの合格率が向上、薄型化設計に役立つ等の效果がある。
【００３２】
　なお、第二電子回路２２ａと上透明導電層１３ａとの間に、ノイズを阻止するための透
明ガード層１９ａ（図１３～図１６）を設けることによって、パネル１ｂ駆動の電磁信号
を遮断し、ガード層１９ａと第二電子回路２２ａと上透明導電層１３ａとの間を相互に絶
縁するが、前記ガード層１９ａは、従来のディスプレイパネル内の遮光用ブラックマトリ
クス層の代わりに、非透明の金属材料で作られてもよい（図１３～図１６）が、その他の
構成と実施形態などは上述の第二種組み合わせの形態の実施例と同様である。
【００３３】
　又は、上透明導電層１３ａはガード層として用いられ（図１１）、しかも、第一電子回
路２１ａ又は第二電子回路２２ａは、従来のディスプレイパネル内の遮光用ブラックマト
リクス層の代わりに、非透明の金属材料で作られてもよいが、非透明の金属材料はクロム
（Ｃｒ）でよいが、その他の構成と実施形態等は上述した第一種組み合わせの形態の実施
例と同様である。
【００３４】
　又は、第四絶縁層２０４は、カラーレジスト層として用いられ（図１２）、非透明の遮
蔽層１８ａに合わせて実施されてもよいが、遮蔽層１８ａは本実施で、上透明基板１１ａ
と第二電子回路２２ａとの間に用いられ、遮蔽層１８ａは実に、従来のディスプレイパネ
ル内のブラックマトリクス層の代わりに、ブラックマトリクス層又はその他に遮光効果が
得られる覆い層か塗布層でよいが、そして、上透明導電層１３ａはガード層として用いら
れてもよいが、その他の構成と実施形態等は上述した第二種組み合わせの形態の実施例と
同様である。
【００３５】
　又は、第四絶縁層２０４は、カラーレジスト層として用いられ（図１３）、非透明の遮
蔽層１８ａに合わせて実施されてもよいが、遮蔽層１８ａは本実施で、上透明基板１１ａ
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と第二電子回路２２ａとの間に用いられ、遮蔽層１８ａは実に、従来のディスプレイパネ
ル内のブラックマトリクス層の代わりに、ブラックマトリクス層又はその他に遮光効果が
得られる覆い層か塗布層でよいが、そして、ガード層１９ａは、第二電子回路２２ａ及び
カラーレジスト層として用いられる第四絶縁層２０４との間に設けられ、第二電子回路２
２ａとガード層１９ａとの間に透明の第五絶縁層２０５があるが、その他の構成と実施形
態等は上述した第二種組み合わせの形態の実施例と同様である。
【００３６】
　又は、第四絶縁層２０４は、カラーレジスト層として用いられ（図１４）、非透明の遮
蔽層１８ａに合わせて実施されてもよいが、遮蔽層１８ａは本実施で、上透明基板１１ａ
と第二電子回路２２ａとの間に用いられ、遮蔽層１８ａは実に従来のディスプレイパネル
内のブラックマトリクス層の代わりに、ブラックマトリクス層又はその他に遮光効果が得
られる覆い層か塗布層でよいが、そして、ガード層１９ａは、カラーレジスト層として用
いられる第四絶縁層２０４と上透明導電層１３ａとの間に設けられ、ガード層１９ａと上
透明導電層１３ａとの間に透明の第六絶縁層２０６があるが、その他の構成と実施形態等
は上述した第二種組み合わせの形態の実施例と同様である。
【００３７】
　又は、第四絶縁層２０４と上透明導電層１３ａとの間にカラーレジスト層１７ａ（図１
５）が、第四絶縁層２０４とカラーレジスト層１７ａとの間に非透明の遮蔽層１８ａが設
けられてもよいが、それは実に従来のディスプレイパネル内のブラックマトリクス層の代
わりに、ブラックマトリクス層又はその他に遮光効果が得られる覆い層か塗布層でよいが
、そして、ガード層１９ａは第四絶縁層２０４と遮蔽層１８ａとの間に設けられてもよい
が、その他の構成と実施形態等は上述した第二種組み合わせの形態の実施例と同様である
。
【００３８】
　又は、第四絶縁層２０４と上透明導電層１３ａとの間にカラーレジスト層１７ａ（図１
６）が、第四絶縁層２０４とカラーレジスト層１７ａとの間に非透明の遮蔽層１８ａが設
けられ、それは従来のディスプレイパネル内のブラックマトリクス層の代わりに、ブラッ
クマトリクス層又はその他に遮光効果が得られる覆い層か塗布層でよいが、そして、ガー
ド層１９ａは遮蔽層１８ａとカラーレジスト層１７ａとの間に設けられてもよいが、その
他の構成と実施形態等は上述した第二種組み合わせの形態の実施例と同様である。
【００３９】
　図１７は、本考案の第三種組み合わせの形態の断面図が掲示され、本考案の統合タッチ
構造のディスプレイパネル１ｂは、液晶層１０ｂ、液晶層１０ｂの上に上透明基板１１ｂ
が、液晶層１０ｂの下に下透明基板１２ｂが、上透明基板１１ｂと液晶層１０ｂとの間に
上透明導電層１３ｂが、液晶層１０ｂと下透明基板１２ｂとの間に下透明導電層１４ｂが
設けられ、上透明基板１１ｂの上に上偏光板１５ｂが複合され、上偏光板１５ｂの上の表
面にディスプレイエリア１５０ｂがあり、下透明基板１２ｂの下方に下偏光板１６ｂに複
合され、上透明基板１１ｂと上透明導電層１３ｂとの間に電子回路構造体２ｂが設けられ
、電子回路構造体２ｂと上透明導電層１３ｂとの間に透明の第七絶縁層２０７が設けられ
ており、電子回路構造体２ｂは、第一電子回路２１ｂ、第二電子回路２２ｂと第一絶縁層
２０ｂが備わっており、第一電子回路２１ｂは上透明基板１１ｂと第七絶縁層２０７との
間に、第二電子回路２２ｂは第一電子回路２１ｂと第七絶縁層２０７との間に、第一絶縁
層２０ｂは第一電子回路２１ｂと第二電子回路２２ｂとの間に設けられ、第一電子回路２
１ｂと第二電子回路２２ｂを電気的に絶縁しているが、本考案の統合タッチ構造のディス
プレイパネル１ｂは、上述の各層が重ねられ、作られている。
【００４０】
　前記第一電子回路２１ｂと第二電子回路２２ｂは、それぞれ複数の感応電極４１、４２
、４３、４４があり、電極は図３又は図４に示す形態となり、第一電子回路２１ｂの電極
４１、４３は、軸向きのタッチ反応を、第二電子回路２２ｂの電極４２、４４は、もう一
つの軸向きのタッチ反応を担当している。
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【００４１】
　上、下透明基板１１ｂ、１２ｂの材質はガラス、プラスチック又はその他の絶縁材料で
よい（図１７）が、第一電子回路２１ｂ又は第二電子回路２２ｂは、透明の導電材料で作
られてもよいが、透明の導電材料は酸化インジウムスズが可能で、第一電子回路２１ｂと
第二電子回路２２ｂは、従来の塗布、露光、現像とエッチング等の技術加工で配置されて
いる。　
【００４２】
　従って、ユーザが指やその他の導電物体で前記上偏光板１５ｂ　のディスプレイエリア
１５０ｂ　に接触すると（図１７）、第一電子回路２１ｂの電極４１、４３（図３と図４
を参照）と第二電子回路２２ｂの電極４２、４４がそれに感応し、キャパシタンス効果が
生じて、反応信号が得られ、それが外界のマイクロプロセッサ（図面なし）へ伝えられ、
反応位置の計算が行われ、タッチ目的が達成される。
【００４３】
　それで、本考案では上透明基板１１ｂの両面にそれぞれ第一電子回路２１ｂと第二電子
回路２２ｂを設けることによって、上述の第一種実施例の簡単化組合せ工程を兼ね、組合
せの合格率が向上、薄型化設計に役立つ等の效果がある。
　なお、第二電子回路２２ｂと上透明導電層１３ｂとの間に、ノイズを阻止するための透
明ガード層１９ｂ（図１９）を設けることによって、パネル１駆動の電磁信号を遮断し、
ガード層１９ｂと第二電子回路２２ｂと上透明導電層１３ｂとの間を相互に絶縁している
が、前記ガード層１９ｂは、従来のディスプレイパネル内の遮光用ブラックマトリクス層
の代わりに、非透明の金属材料で作られてもよい（図１９）が、その他の構成と実施形態
などは上述の第三種組み合わせの形態の実施例と同様である。
【００４４】
　又は、上透明導電層１３ｂは、前記ガード層として用いられてもよく（図１７）、そし
て、第一電子回路２１ｂ又は第二電子回路２２ｂは従来のディスプレイパネル内のブラッ
クマトリクス層の代わりに、非透明の金属材料で作られているが、非透明の金属材料はク
ロム（Ｃｒ）でよいが、その他の構成と実施形態などは上述の第三種組み合わせの形態の
実施例と同様である。
【００４５】
　又は、第七絶縁層２０７と上透明導電層１３ｂとの間にカラーレジスト層１７ｂ（図１
８）が設けられ、非透明の遮蔽層１８ｂに合わせて実施されてもよいが、遮蔽層１８ｂは
本実施で、透明基板１１ｂと第一電子回路２１ｂとの間に設けられ、遮蔽層１８ｂは実に
、従来のディスプレイパネル内のブラックマトリクス層の代わりに、ブラックマトリクス
層又はその他に遮光効果が得られる覆い層か塗布層でよいが、そして、上透明導電層１３
ｂはガード層とし用いられるが、その他の構成と実施形態などは上述の第三種組み合わせ
の形態の実施例と同様である。
　又は、第七絶縁層２０７と上透明導電層１３ｂとの間にカラーレジスト層１７ｂ（図１
９）が設けられ、非透明の遮蔽層１８ｂに合わせて実施されてもよいが、遮蔽層１８ｂは
本実施で、上透明基板１１ｂと第一電子回路２１ｂとの間に設けられ、遮蔽層１８ｂは実
に、従来のディスプレイパネル内のブラックマトリクス層の代わりに、ブラックマトリク
ス層又はその他に遮光効果が得られる覆い層か塗布層でよいが、そして、ガード層１９ｂ
は第七絶縁層２０７とカラーレジスト層１７ｂとの間に設けられてもよいが、その他の構
成と実施形態などは上述の第三種組み合わせの形態の実施例と同様である。
【００４６】
　本考案は、上述の実施例によって説明してきたが、その形態や詳細を変えてもよく、本
考案のコンセプトのもとで作られるものであり、前述の内容は本考案の最も合理的な実施
形態だが、それは本考案の具体的な実施形態の一つのみで、それだけに限らないこととす
る。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
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【図１】従来のディスプレイパネル上に設けられたタッチパッドの断面図である。
【図２】本考案の実施例一の断面図である。
【図３】本考案の第一と第二電子回路の電極の配置イメージである。
【図４】本考案の第一と第二電子回路の電極の配置イメージである。
【図５】図２の実施例の付加形態一の断面図である。
【図６】図２の実施例の付加形態二の断面図である。
【図７】図２の実施例の付加形態三の断面図である。
【図８】図２の実施例の付加形態四の断面図である。
【図９】図２の実施例の付加形態五の断面図である。
【図１０】図２の実施例の付加形態六の断面図である。
【図１１】本考案の実施例二の断面図である。
【図１２】図１１の実施例の付加形態一の断面図である。
【図１３】図１１の実施例の付加形態二の断面図である。
【図１４】図１１の実施例の付加形態三の断面図である。
【図１５】図１１の実施例の付加形態四の断面図である。
【図１６】図１１の実施例の付加形態五の断面図である。
【図１７】本考案の実施例三の断面図である。
【図１８】図１７の実施例の付加形態一の断面図である。
【図１９】図１７の実施例の付加形態二の断面図である。
【符号の説明】
【００４８】
１　　　　　液晶ディスプレイ
１ａ　　　　ディスプレイパネル
１ｂ　　　　パネル
１ｃ　　　　ディスプレイパネル
２　　　　　電子回路構造体
２ｂ　　　　電子回路構造体
５　　　　　タッチパッド
６　　　　　粘着層
１０　　　　液晶層
１０ａ　　　液晶層
１０ｂ　　　液晶層
１１　　　　上透明基板
１１ａ　　　上透明基板
１１ｂ　　　透明基板
１１ｃ　　　ガラス基板
１２　　　　下透明基板
１２ａ　　　下透明基板
１２ｂ　　　透明基板
１２ｃ　　　透明導電層
１３　　　　上透明導電層
１３ａ　　　上透明導電層
１３ｂ　　　上透明導電層
１３ｃ　　　ガラス基板
１４　　　　下透明導電層
１４ａ　　　下透明導電層
１４ｂ　　　下透明導電層
１４ｃ　　　下透明導電層
１５　　　　上偏光板
１５ａ　　　上偏光板
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１５ｂ　　　上偏光板
１５ｃ　　　液晶層
１６　　　　下偏光板
１６ａ　　　下偏光板
１６ｂ　　　下偏光板
１６ｃ　　　上偏光板
１７　　　　カラーレジスト層
１７ａ　　　カラーレジスト層
１７ｂ　　　カラーレジスト層
１７ｃ　　　下偏光板
１８　　　　遮蔽層
１８ａ　　　遮蔽層　
１８ｂ　　　遮蔽層
１９　　　　ガード層
１９ａ　　　ガード層
１９ｂ　　　ガード層
２０　　　　第一絶縁層
２０ｂ　　　第一絶縁層
２１　　　　第一電子回路
２１ａ　　　第一電子回路
２１ｂ　　　第一電子回路
２２　　　　第二電子回路
２２ａ　　　第二電子回路
２２ｂ　　　第二電子回路
４１　　　　電極
４２　　　　電極
４３　　　　電極
４４　　　　電極
５１　　　　ガラス基板
５２　　　　第一電子回路
５３　　　　第二電子回路
５４　　　　透明絶縁層
５５　　　　透明ガード塗布層
１５０　　　ディスプレイエリア
１５０ａ　　ディスプレイエリア
１５０ｂ　　ディスプレイエリア
２０２　　　第二絶縁層
２０３　　　第三絶縁層
２０４　　　第四絶縁層
２０５　　　第五絶縁層
２０６　　　第六絶縁層
２０７　　　第七絶縁層
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